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"Verfahren zum Heratollen dines aus elner Vlel- 
zahl von diskreten Leuchtstoff elementen bestt- 
henden Leuchtschirms einer Farbbildrohre" 


Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herat alien eines 
aus einer Vielzahl von diskreten Leuchts toff element en be- 
stehenden Leuchtschirms einer Farbbildrohre, bei dem die 
einzelnen Leuchtstoff elements durch Blektronenbestrahlung 
einer zuaammenhangenden elektronenempfindlichen Schicht 
durch eine mit entsprechenden Off nun gen versehene Maske, 
die in geringem Abstand yor dem Leuchtschirm angeordnet 
ist, hindurch photocheraisch Oder elektrochemisch herge- 
stellt warden. 

Itn Zusammenhang mit einer Farbbildkathodenstrahlrohre, bei 
welcher die Zwischenraume zwischen den einzelnen Leucht- 
stof felementen des Leucht schlrmes mit einer weitgehend 


109817/1061 


- 2 - 

BA0 OWG^AU 


1 95.7082 

UL 69/152 


lichtundurchlassigen und nicht reflektierenden Schicht aus- 
gefiillt sind, 1st es erwiinscht, da& die einzelnen punkt- 
formigen Leuchtstoffelemente in ihrer flachenmaOigen Aus- V 
dehnung kleiner sind als did zugeordneten Lbcher in der 
sog. Lochraaake, die in geringem Abstand vor dem Loucht- 
schirm innerhalb der Rbhre angeordnet sind (Maskonrohre ) 

Die Herstellung solcher Leuchtschirrae fur Farbbildrbhren, 
die sich aus einer Violzabl von nebeneinander liegenden 
Leuchtstoffelementen zusammensetzen, geschieht bekannter- 
weise rait. Hilf e von photochetnischen oder elektrochemischen 
Verfahren, wobei eine Bestrahlung einer auf dem Leucbt- 
schirmtrager angebrachten lichtempfindlichen oder elektrp- 
nenempfindlichen Schicht diirch die Mask e hindurch mit 
einer entsprechenden Bestrahlung erfolgt. Es ist auch be- 
kannt, die Leuchtstoff schicht direkt mit elektrdnen- oder 
lichtempfindlichem Material zu durchsetzen, so dafi eine 
gesonderte lichtempfindliche oder elektronenempfindliche 
Schicht nicht mehr erforderlich ist. Die dabei verwendeten 
elektronen- oder lichtempfindlichen Substanzen werderi in 
bekannter Weise durch die Einwirkung der Strahlung gegen- _ 
iiber einetn Lbsungsraittel weitgehend unloslich gemacht, so 
daB bei einea anschlieflenden Auswaschvorgang nur die Teile 
auf dem Leuchtschirmtrager zuriickbleiben, die von der Strah- 
lung getroffen sind. 
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Urn nun Leuchtstoffpunkte herzustellen, deren GrSfle gerin- 
ger ist als der Querschnitt der LScher in der Maske, durch 
welche hindurch bestrahlt wird, ist bereits vorgeschlagen 
worden, die Best rahlung zur Herstellung des Leuchtschirmes 
mit einer Mask© vorzunehmen, die zunachst kleinere Locher 
aufweist, urn dann nach Fertigstellen der Leuchtstof fschicht 
die Locher der Maske durch einen zusatzlichen Atzvorgang 
zu vergrbBern. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von Leucht- 
schirmen der eingangs genannten Art anzugeben# 

GemaB der Erfindung wird vorgeschlagen, dafl zwischen der 
Maske und der elektrone nemp find lichen Schicht ein elektri- 
sches Feld erzeugt wird, das die die Offnungen der Maske 
passierenden Elektronenbundel vor Auftref fen auf die 
elektroneneinpfindliche Schicht im Querschnitt verringert, 
so daB die hergestellten Lauchtstoff element e in ihrer akti- 
ven Flachenausdehnung geringer sind als die Querschnitte 
der Offnungen in der Maske* 

Ein wesentlicher Vorteil des erf indungsgenaBen Verfahrens 
besteht darin, daB eine nachtragliche Bearbeitung der Loch- 
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maske nach erfolger Herstellung des Leucht schirras nicht 
mohr erforderlich ist, wbdurch Ungenauigkeiten und Beacha- 
digungen der Maske durch den zusatzlichen Arbeitsgang ver- 
mieden werden. 

Anhand des in der Figur dargestellten bevoirzugten Ausftih- 
rungsbeispiols wird der Anmeldungsgegenstand nachfolgend 
naher erkiarto 

Die Figur zeigt schematise!* einen Ausschnitt aua einer 
Farbbildlochmaskearohre t auf deren aus Glas bestehenden 
Frontplatte 1 e in Leucht s chirm aufgebracht Kird. In ge- 
ringem Ab stand vor dom Leuchtschirm, beispielsweise in 
einem Ab stand von 1 bis 2 era, befindet sich die sog« Loch- 
maske 6. Auf der Innenseite der Frontplatte 1 befindet 
sich eine Schicht 2 f die elektronenempfindliches Material 
enthalt. An den von Elektronen getroffenen Stellen wird 
diese Schicht 2 gegeniiber einem Losungsmittel weniger 
ioslich gemacht, so daft bei einem anschlieflenden Auswasch* 
vorgang nur die Teile der Schicht auf der Innenflache der 
Fronfischeibe 1 zuriickbleiben, die von Elektronen getroffen 
wurden* 

Die Bestrahlung dieser Schicht afolgt mit einer Elektro- 
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nenstromung, die ihreri Ausgang bevorzugt jeweils dort hat, 
w> bei dor spater f ertiggestellten R3hre die einzelnen 
Elektronenerzeuguhgssysteme der Rohre sich befinden. Die 
Elektronenstrahlung 4 trifft auf die Lochmaske 6 auf und 
durchdringt dies© lediglich an den Stellen, an Tcelchen die- 
se mit den Lochern 8 versehen. is*. Die diese Locher 3 
durchsetzende Elektronenstrahlung gelangt auf die elektro- 
nenecipf indliche Schicht 2. Das Auftreffen der Elektronen- 
strahlung auf die gesamte Schirniflache wird durch Ablen- 
kung des Elektronenstrahles erreicht. Diese Ablenkung kann 
z. B. der beim Betrieb einer FarbbildrShre verwendeten raa- 
gnotischen Ablenkung durch eine Ablenkeinheit entsprechen, 
bei der der Elektronenstrahl periodisch tiber den gesamten 
Schirn bewegt wird. 

GemaB der Erf indung wird nun wahrend der Bestrahlung der 
elektronenempf indlichen Schicht 2 nit der Elektronenstro- 
raung 4 an die Schicht 2 und die Lochmaske 6 mit Hilfe ei- 
ner Spannung s quelle 7 ein elektrostatisches Feld angelegt. 
Die durch dieses Feld erzeugten. Aquipotentiallinien sind 
ait 5 bezeichnet und es ist zu ersehen f dafi sich jeweils 
in den Bereichen der Locher 8 in der Lochmaske 6 Feldver- 
zerrungen ergeben, die kleine, jeweils den einzelnen Lo- 
chern 8 zugeordnete elektrostatische Linsen bilden. In- 
folge der Virkung dieser olektrostatischen Linsen tritt eine 


109817/1061 


r 6 - 


195/082 

UL 69/152 


samnelnde Wirkung auf die ElektronenbUndel, die die Lo- 
cher 8 durchsetzen t ein, so daB sich deren Durchraesser im 
Verlauf zwischen der Lochmaske 6 und der Schicht 2 ver- 
rLngem. Diese sammelnde Wirkung kann durch entsprechende 
Ausbildung der Locher, z. B« konisehe Ausbildung* noch 
vers tar kt werden. 

Als Reaultat dieses wahrend der Bes trahlung angel egt en 
elektrostatischen Feldes ergibt sich auf der Schicht 2 ei- 
ne von den einzelnen Elektronenbundeln getroffene Flache 
3, deren Durchmeeeer a geringer ist als der Durehjnesser d 
des zugehorigen Lpchea 8 in der Lochmaske 6 # Die Starke 
der Verringerung des Querschhittes des Elektronenbiindels 
hangt dabei u# a. von der angelegten Spannung ab # Das an 
der Schicht 2 anliegende Potential ist genafl der Er fin- 
dung hoher als das an der Lochnaske 6 anliegende Potential. 
Je groBer der Potentialunt erschied zwischen die sen beideri 
Potentialen ist, umso starker ist die Linsenwirkung des 
zwischen der Lochmaske und der Schicht 2 erzeugten elektri- 
schen Feldes. 

Unter Anwendung der vorstehend beschriebenen Erfindung er- 
geben sich zwei bevorzugte Herstellungsverf ahren zur Her- 
stellung des Farbleuchtschinaee. Das eine Verfahren besteht 
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darin, daa die drei Leuchtstoffe nacheinander aufgebracht 
verden, wobei zweckma&ig jedem Leuchtstoff das elektro- 
nenempf indlicho Material zugesetzt iat. Es lind zu diosea 
Zweck dann drei Bestrahlungen erf orderlich, wobei die 
Elektronenstrahlquelle jeweils entsprochend der Lag© der 
Elektronenstrahlerzeugungssyeteme der Rohre versetzt wird # 

Ein weiteres bevorzugtes und sehr zweclaaafiiges Verfahren 
besteht darin, zunachst auf den LeuchtschirmtrSger eine 
Schicht aufzubdngen, die ira vesentlichen aus elektronen- 
empfindlichera Material besteht und die in Rahnen eines 
Arbeitsganges mit drei Elektronenatrahlern belichtet 
wird, oder aber in Rahmen eines Arbeitagangea ait einen 
El ektronenstr abler, der jeweils in die Lag© der spMter 
einzubauenden Elektronenstrahlerzeugungssystema gebraeht 
wird. Die nicht von den Strahlen getroffenen Teile dieser 
elektronenempfindlichen Schicht werden entf ernt und es 
kann nuruaehr der Zwischenrauri zwischen den zuriickgeblie- 
benen Punkten der elektronenempfindlichen Schicht init 
einer lichtundurchlassigen, moglichst achwarzen Schicht 
ausgefullt warden. Nachdem diese Schicht aufgebracht ist , 
kann nun die Beschichtung nit den Leuchtstof fpunkten in 
der bisher ublichen Weise, d. h. also ohne Anlegen eines 
elektrostatischen Feldes, erfolgen, weil es nunnehr unbe- 
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deutend ist t venn dieae Leuchtstof fpunkte eine gleich 
groBe Ausdehnung besitzen vie die Loeher in der Maske. 
Die gemafl der Erfiridung vor Aufbringen der Leuchtatoff- 
punkte erzeugte achwarze Sehicht deckt namlieh den Sufleren 
Rand der Leuchtatof fpunkte ab t so daf* von dieaen Leueht- 
atoffpunkten nur ein kleinerer Toil cpater elektronenop- 
tisch wirksam vird, nanlich nur der Tell, der dureh die 
Sehicht nicht abgedeckt ist. 
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Pat entanspriiche 

ClJ Verfahren zum Herstelleh eines aus einer Vielzahl von 
diskreten Leuchtstoff element en bestehenden Leu chts chirms 
einer Farbbildrohro, bei deia die einzelneh Leuchtstoff ele- 
ment e durch Elektronenbestrahlung einer ^susanaenhangenden 
elektronenempfindlichen Schicht durch eine tait entspre- 
chenden Offnungen versehene Maske, die in geringeia Abstand 
vor den Leuchtschirm angeordnet ist, hindurch photochemisch 
oder elektrochemisch aufgebracht werden, dadurch gekenn- 
zeichnet « dafl zwischen der Maske und der elektronenenrpf ind- 
lichen Schicht ein elektrisches Peld erzeugt wird f das 
delij Querschnitt der die Offnungen der Maske passierenden 
Elektronenbiindel vor Auftreffen auf die elektronenempfind- 
JLiche Schicht verringert, so daC die hergestellten Leucht- 
stoff elemente in ihrer aktiven Flachenausdehnung geringer 
And als die Querschnitte der Offnungen in der Maske. . 

2. Verfahren nach Anspruch l f dadurch gekennzeichnet , daft 
der Trager der elektronenempfindlichen Schicht nit einer 
insbesondere transparenten elektrisch leitenden Schicht 
vers eh en wird. 
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3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daft 
elektrisch leitfahig gemachte Leuehtstoffsehichten verwen- 
det werden, 

km Verfahren nach einem oder oehreren der Anspriich© 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet , daG als Maske eine Loehmaske ver- 
wendet wird. 

5. Verfahren nach einon oder mehreren der Ansprttche^l bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daft als Mask© eine Filterelektrode 
verwendet wird. 

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprtiehe 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet f daG das elektrische Fold durch 
Anlegen einer elektrischen Spannung an den Trager der 
elektronenerapf indlichen Schicht oder an diese Schicht 
einerseits und an die Maske andererseits erzaugt wird, 

7* Verfahren nach einem oder nehreren der Ansprttche 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daft das elektrische Fold sam- 
raelnd ausgebildet wird. 
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